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Dosiervorrichtung sowie Vorrichtung zum Auftragen von Klebe- 
mitteln auf zumindest einer Dosiervorrichtung sowie Substrat- 

bahn 

Die Erfindung betrifft eine Dosiervorrichtung sowie eine Vorrichtung zum 
Auftragen von Klebemitteln auf zumindest eine Substratbahn. 

Aus der DE 296 12 052 Ul geht eine Vorrichtung zur Nassbeschichtung, 
insbesondere von Leiterplatten mit Lack, hervor. Diese Vorrichtung urn- 
fasst eine Auftragswalze sowie eine Dosierwalze, die zusammenarbeiten 
und zwischen deren oberen Abschnitten ein Lacksumpf gebildet ist. Zum 
Auftragen des Lackes sind bogenformige Abstreiferkanten an einem Ab- 
streifer vorgesehen, die an einer separaten Rakeleinrichtung angeordnet 
sind und durch eine Zustellbewegung in X- und Y-Richtung an den Auf- 
tragswalzen anstellbar sind. 
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Die Rakeleinrichtung ist in der Positionierung fest den Auftragswalzen 
zugeordnet, so dass eine Auswahl von mehreren Wirkbereichen zur Ein- 
stellung des Auftrages nicht moglich ist. 

Aus der DE 101 57 366 Al geht eine Vorrichtung zum Laminieren oder 
Beschichten eines Substrates hervor, bei der ein Mehrwalzensystem, 
bestehend aus einer Dosierwalze, einer Auftragswalze und einer Ge- 
gendruckwalze vorgesehen ist. Uber die Dosierwalze wird ein Klebemittel 
auf die Auftragswalze aufgetragen. Der Klebemittelfilm auf der Auf- 
tragswalze wird auf eine Substratbahn ubertragen, welche einem zwi- 
schen der Auftragswalze und Gegendruckwalze gebiideten Spalt zuge- 
fiihrt wird. Diese beschichtete Substratbahn kann zur Weiterverarbeitung 
abgefuhrt werden oder bspw. mit einer weiteren Substratbahn uber eine 
Laminierwalze, welche der Gegendruckwalze zugeordnet ist, laminiert 
werden. Zur Einstellung der Dicke des Klebemittelfilmes ist vorgesehen, 
dass die Dosierwalze zur Auftragswalze verfahrbar ist. Somit kann die 
Dicke des aufzutragenden Klebemittelfilms eingestellt werden. 

Die Anforderungen an die Flexibilitat von Vorrichtung zum Beschichten 
oder Laminieren von Substratbahnen steigt stetig an. Diese Anforderun- 
gen sind bestimmt durch die unterschiedlichen Materialstrukturen, die 
zum Beschichten oder zum Laminieren mit einer weiteren Substratbahn 
vorgesehen sind. Daruber hinaus ist auch eine Anpassung des Klebemit- 
telauftrages sowie der Art des Klebemittels an die Materialstrukturen von 
zumindest einer Substratbahn erforderlich, um eine gewunschte Be- 
schichtung oder sichere Verbindung zwischen zumindest zwei Substrat- 
schichten zu erzielen. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Dosiervorrich- 
tung sowie eine Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff auf zumindest 
eine Substratbahn zu schaffen, welche eine schnelle und einfache Ein- 
stellung und Umrustung zumindest auf verschiedene Arten von Klebe- 
mittel oder verschiedene Applikationsstrukturen des Klebemittels ermog- 
lichen. 
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Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Dosiervorrichtung gemaB 
den Merkmalen des Anspruchs 1 und einer Vorrichtung zum Auftragen 
von Klebstoff auf zumindest eine Substratbahn gemaB dem Anspruch 17 
gelost. 

Durch die erfindungsgemaBe Ausgestaltung der Dosiervorrichtung, wel- 
che zumindest zwei voneinander abweichende Bereiche umfasst, die 
wahlweise einem Dosierspalt zugeordnet werden konnen, um mit diesem 
einen Dosierspalt auszubilden, wird eine einfache und schnelle Einstel- 
lung der Dosiervorrichtung zur Applikationswalze bzw. Auftragswalze 
ermoglicht, um verschiedene Applikationsstrukturen auf die zumindest 
eine Substratbahn aufzubringen und/oder verschiedene Klebemittel auf 
die Auftragswalze zu applizieren. Da die Dosiervorrichtung zumindest 
zwei voneinander abweichenden Bereiche aufweist, kann eine Einstellung 
und Umrustung erfolgen, ohne dass ein vollstandiger Austausch der Do- 
siervorrichtung erforderlich ist. Die Rustzeiten werden erheblich mini- 
miert. Gleichzeitig entfallen auch Aufwendungen fur die Bevorratung von 
mehreren Dosiervorrichtungen, um unterschiedliche Klebemittel zu ver- 
arbeiten und/oder Applikationsstrukturen aufzubringen. 

Durch diese erfindungsgemaBe Dosiervorrichtung sind bspw. vollflachige 
Beschichtungen, vollflachige Beschichtungen und Oberflachenstrukturen, 
offenporige Beschichtungen, wie bspw. sogenannte Open-Coating- 
Structures, sowie offenporige Beschichtungen mit Oberflachenstrukturen 
ermoglicht. Dadurch ist die Flexibility dieser Dosiervorrichtung wesent- 
lich erhdht, und es konnen eine Vielzahl von unterschiedlichen Oder 
mehreren nebeneinander angeordneten Substratbahnen mit dem speziell 
dafur vorgesehenen Klebemittel beschichtet und/oder mit weiteren Sub- 
stratbahnen laminiert werden. 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Dosiervorrichtung ist vorge- 
sehen # dass durch Drehen der Dosiervorrichtung, vorzugsweise um de- 
ren Langsachse, zumindest zwei Bereiche wahlweise einstellbar sind und 
dem Dosierspalt zugeordnet werden konnen. Dadurch wird eine schnelle 
Umrustung ermoglicht. Diese drehbare Anordnung der Dosiervorrichtung 
kann unabhangig von der Einstellung eines Dosierspaltes von der Do- 
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siervorrichtung zur Auftragswalze erfolgen. Vorteilhafterweise werden 
sowohl die Breite des Dosierspaltes als auch die Zuordnung des zumin- 
dest einen Bereiches der Dosiervorrichtung zum Dosierspalt aufeinander 
abgestimmt 

Zum Auftragen des Klebemittels auf die Auftragswalze weist die Dosier- 
vorrichtung vorteilhafterweise zumindest einen Bereich auf, der durch 
ein Rakel ausgebildet ist. Das Rakel ragt zumindest teilweise in den Do- 
sierspalt und ermoglicht verschiedene Einstellungen im Dosierspalt. 

Die Dosiervorrichtung weist vorteilhafterweise zumindest einen weiteren 
Bereich auf, der als AuBenflachenbereich, insbesondere durch eine Um- 
fangsflache oder einen Umfangswandabschnitt, gebildet ist. Diese Um- 
fangsflache ist bevorzugt zumindest als Kreissegment ausgebildet, so 
dass bei einer Anordnung dieses Bereiches zur Auftragswalze ein Dosier- 
spalt durch zwei einander gegenuberliegende Kreissegmente gebildet 
wird. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorge- 
sehen, dass wenigstens eine glatte oder strukturierte Wirkflache an einer 
Kante des Rakels, an dem AuBenflachenbereich und der Oberflache der 
Auftragswalze wahlweise vorgesehen ist. Dadurch konnen neben einem 
vollflachigen Klebefilm auch unterschiedliche Oberflachestrukturen ge- 
schaffen werden. Bspw. kann die Auftragswalze eine Struktur aufweisen, 
die zum Auftragen von einzelnen Klebemittelpunkten fur eine offene Be- 
schichtungsstruktur vorgesehen ist. Durch Zuordnung einer glatten 
Wirkflache der Dosiervorrichtung kann bspw. auf einem Klebemittelfilm 
variabler Dicke zusatzlich die punktformige Struktur gegeben sein. Alter- 
nate kann auch eine strukturierte Wirkflache an dem zumindest einen 
weiteren Bereich vorgesehen sein, so dass bspw. die punktformige 
Strukturierung der Auftragswalze mit der strukturierten Wirkflache des 
zumindest einen weiteren Bereich uberlagert wird. In Abhangigkeit der 
Einstellung der Spaltbreite kann dazwischen ein Klebemittelfilm vorgese- 
hen sein. Analoges gilt auch fur den zumindest einen Bereich, der bevor- 
zugt als Rakel ausgebildet ist. Das Rakel kann eine durchgehende Ab- 
ziehkante aufweisen oder eine strukturierte Abziehkante oder bereichs- 
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weise eine strukturierte oder durchgehende Abziehkante aufweisen, so 
dass verschiedene Applikationsstrukturen des Klebemittels auf die Auf- 
tragswalze aufgebracht werden konnen. Eine beliebige Kombination der 
einzelnen glatten oder strukturierten Wirkflachen an den einander zuge- 
ordneten Komponenten im Dosierspalt ist moglich. Zudem konnen auch 
mehrere unterschiedliche Bereiche auf der Dosiervorrichtung vorgesehen 
sein, wie bspw. eine glatte oder strukturierte Wirkflache am AuBenum- 
fang der Dosiervorrichtung und/oder ein Rakel mit einer durchgehenden 
Abziehkante und/oder einem Rakel mit einer weiteren strukturierten Ab- 
ziehkante, so dass in diesem Ausfuhrungsbeispiel funf verschiedene Ein- 
stellungen zur Auftragswalze ermoglicht sind. Die Anzahi der unter- 
schiedlichen Wirkflachen bzw. Bereiche ist nicht auf dieses Beispiel be- 
schrankt. 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, 
dass die Umlaufgeschwindigkeiten von Auftragswalze und Gegenwalze 
gleich oder ungleich sind. Die Rotationsgeschwindigkeit der Auftragswal- 
ze und die der Gegendruckwalze sind im Gleichlauf oder mit einer Diffe- 
renzgeschwindigkeit einstellbar. Dadurch kann eine weitere Strukturie- 
rung im Auftragen des Klebemittelfilmes bzw. des Klebemittels auf die 
zumindest eine Substratbahn ermoglicht sein. Beim Gleichlauf wird die 
auf die Auftragwalze aufgebrachte Applikationsstruktur identisch oder 
nahezu identisch auf die zumindest eine Substratbahn ubertragen. Bei 
einer Differenzgeschwindigkeit, bei der vorzugsweise die Gegendruck- 
walze schneller lauft als die Auftragswalze, wird eine Glattung der auf 
der Auftragwalze vorgesehenen Applikationsstruktur ermoglicht. Je gro- 
Ber die Differenzgeschwindigkeit ist, desto groBer wird die Glattung der 
Struktur und die Dicke der Klebemittelbeschichtung kann verringert wer- 
den. 

Die Dosiervorrichtung ist gernaB einer vorteilhaften Ausfuhrungsform 
durch eine mechanische oder elektrische Stellvorrichtung zur Einstellung 
der unterschiedlichen Bereiche zum Dosierspalt einstellbar. Bspw. kann 
uber eine Steuerung der Beschichtungsanlage die Dosiervorrichtung an- 
gesteuert werden, so dass wahrend dem Beschichten einer Substratbahn 
oder Laminieren eines Verbundes aus wenigstens zwei Substratbahnen 



WO 2005/049223 



6 



PCT/EP2004/012445 



unterschiedliche Applikationsstrukturen aufgebracht werden konnen. 
Somit kann der Dosierspalt als auch die Positionierung der Bereiche ein- 
stellbar sein. Die elektrisch ansteuerbare Stellvorrichtung kann vorteil- 
hafterweise auch die Position und Orientierung des Rakels ansteuern, so 
dass diese wahrend eines Beschichtungs- oder Laminiervorganges ver- 
anderbar ist oder sind. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorge- 
sehen, dass die Dosiervorrichtung eine temperierbare Einrichtung um- 
fasst, welche innerhalb, auBerhalb oder innerhalb und auBerhalb der Do- 
siervorrichtung vorgesehen ist. Diese kann sowohl zur Kuhlung ais auch 
zum Heizen vorgesehen sein, um sowohl kalte Klebemittel als auch 
HeiBklebemittel zu verarbeiten. Bspw. kann in der vorzugsweise walzen- 
formig ausgebildeten Dosiervorrichtung ein oder mehrere Kuhl- und/oder 
Heizelemente vorgesehen sein, welche fur die Temperierung der Dosier- 
vorrichtung und somit des zwischen der Dosiervorrichtung und der Auf- 
tragwalze gespeicherten Klebemittels vorgesehen sein. Alternativ oder 
zusatzlich kann vorgesehen sein, dass auBerhalb der Dosiervorrichtung 
eine Heiz- und/oder Kuhleinrichtung vorgesehen ist, welche auf die Do- 
siervorrichtung und/oder das Klebemittel wirkt. Dies kann bspw. durch 
Strahlung erfolgen oder durch unmittelbaren Kontakt der temperierbaren 
Einrichtung mit der Dosiervorrichtung und dem bevorrateten Klebemit- 
tel. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Dosiervorrichtung 
ist vorgesehen, dass vor der Auftragswalze in Zufuhrrichtung der zumin- 
dest einen Substratbahn gesehen, eine Fuhrungswalze zugeordnet ist, 
welche zur Einstellung eines Umschlingungswinkels der Substratbahn an 
der Auftragswalze vorgesehen ist. Dadurch kann bspw. beim Beschichten 
einer gitterformigen oder netzformigen Substratbahn ermoglicht sein, 
dass diese gitter- oder netzformige Materialbahn auf einer Seite mit Kle- 
bemittel versehen wird und wahrend dem Durchlaufen zwischen der Auf- 
tragswalze und der Gegendruckwalze ein Durchdrucken des Klebemittels 
durch die Substratbahn nicht gegeben ist. Somit kann eine gitterformige 
oder netzformige strukturierte Substratbahn einseitig beschichtet wer- 
den, wobei der Spalt zwischen der Auftragswalze und der Gegendruck- 
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walze derart vorgesehen ist, dass ein Durchdrucken nicht gegeben ist 
und ggf. eine Glattung des Klebemittels oder der Klebemittelstruktur 
ermoglicht ist. 

Die Dosiervorrichtung weist vorteilhafterweise einen AuBenflachenbe- 
reich auf, derTeile eines Walzenumfangs ist. Dadurch ist eine kosten- 
gunstige Ausgestaltung der Dosiervorrichtung gegeben. 

Die Dosiervorrichtung weist in dem zumindest einen Bereich vorteilhaft- 
erweise ein Rakel auf, welches losbar in der Auftragswalze vorgesehen 
ist. Durch ein derartiges Rakel kann eine Einstellung der Dosierbreite 
vorgesehen sein, in dem das Rakel mehr oder weniger uber die benach- 
barte Umfangsflache des Korpers hinausragt. 

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorge- 
sehen, dass die Rakel rechtwinklig oder in einem Winkel groBer oder 
kleiner 90° gegen die Umfangsflache der Auftragswalze gerichtet sind. 
Die Rakel konnen somit in einer neutralen, positiven oder negativen 
Stellung angeordnet werden. 

Unter der neutralen Stellung ist bspw. die radiale Ausrichtung zur Langs- 
mittelachse vorgesehen, Eine positive Rakelstellung zum Dosierspalt 
bzw. zur Auftragswalze umfasst eine Winkelposition, bei der das Rakel 
eine Abstreiferfunktion einnimmt. Unter einer negativen Rakelstellung ist 
eine Winkelposition des Rakels zum Dosierspalt bzw. zur Auftragswalze 
zu verstehen, bei der eine schneidende Wirkung vorgesehen ist. Durch 
die Positionierung des Rakels im Dosierspalt kann vorteilhafterweise e- 
benfalls die Breite des Dosierspaltes einstellbar sein. 

Die Dosiervorrichtung weist bevorzugt uber den Umfang des zumindest 
teilweisen walzenformigen Korper gleichmaBig verteilt die zumindest 
zwei Bereiche auf. Dadurch konnen zwischen den Bereichen groBtmogli- 
che Abstande geschaffen werden. Alternativ kann auch eine ungleiche 
Teilung oder ungleich beabstandete Anordnung der Bereiche vorgesehen 
sein. 
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Die Dosiervorrichtung weist bevorzugt zur Aufnahme von zumindest ei- 
nem Rakel eine schnell Idsbare Befestigung auf, so dass ein schneller 
Austausch ermoglicht ist, wodurch wiederum die Stillstandzeiten der Be- 
schichtungsanlage verringert werden. 

Vorteilhafterweise ist des weiteren vorgesehen, dass bei der Anordnung 
von einem oder mehreren Rakeln die jeweilige Winkelposition mecha- 
nisch, beispielsweise durch eine schnell Idsbare Befestigung, oder elekt- 
risch, beispielsweise durch einen Stellmechanismus, einzeln oder ge- 
meinsam ansteuerbar sind. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch eine Vorrichtung zum Auftra- 
gen von Klebemitteln auf eine oder mehrere Substratbahnen, insbeson- 
dere zum Laminieren, gelost, die eine Auftragswalze umfasst, die eine 
Gegendruckwalze, die die Substratbahn gegenuber der Auftragswalze 
tragt, zugeordnet ist und eine Dosiervorrichtung gemaB einem der An- 
spruche 1 bis 16 umfasst. Dadurch ist die Flexibilitat einer Beschich- 
tungsanlage erhoht, und die Einstell- und Umrustzeiten werden mini- 
miert. Ein schneller Wechsel von unterschiedlichen Beschichtungs- und 
Laminieraufgaben konnen durchgefuhrt werden, wodurch die Maschinen- 
auslastung erhoht ist. 
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Die Dosiervorrichtung weist bevorzugt uber den Umfang des zumindest 
teilweisen walzenformigen Korper gleichmaBig verteilt die zumindest 
zwei Bereiche auf. Dadurch konnen zwischen den Bereichen groBtmogli- 
che Abstande geschaffen werden. Alternativ kann auch eine ungleiche 
Teilung oder ungleich beabstandete Anordnung der Bereiche vorgesehen 
sein. 

Vorteilhafterweise ist des weiteren vorgesehen, dass bei der Anordnung 
von einem oder mehreren Rakeln die jeweilige Winkelposition mecha- 
nisch, beispielsweise durch eine schnell losbare Befestigung, oder elekt- 
risch, beispielsweise durch einen Stellmechanismus, einzein oder ge- 
meinsam ansteuerbar sind. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch eine Vorrichtung zum Auftra- 
gen von Klebemitteln auf eine oder mehrere Substratbahnen, insbeson- 
dere zum Laminieren, gelost, die eine Auftragswalze umfasst, die eine 
Gegendruckwalze, die die Substratbahn gegenuber der Auftragswalze 
tragt, zugeordnet ist und eine Dosiervorrichtung gemaB einem der An- 
spruche 1 bis 16 umfasst Dadurch ist die Flexibility einer Beschich- 
tungsanlage erhoht, und die Einstell- und Umrustzeiten werden mini- 
miert. Ein schneller Wechsel von unterschiedlichen Beschichtungs- und 
Laminieraufgaben konnen durchgefuhrt werden, wodurch die Maschinen- 
auslastung erhoht ist. 

Die Erfmdung sowie weitere vorteilhafte Ausfuhrungsformen und Weiter- 
bildungen derselben werden im folgenden anhand dem in der Zeichnung 
dargestellten Beispiel naher beschrieben und erlautert. Die der Beschrei- 
bung und der Zeichnung zu entnehmenden Merkmale konnen einzein fur 
sich oder zu mehreren in beliebiger Kombination erfindungsgemaB an- 
gewandt werden. Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische Seitenansicht einer Mehrzweckbe- 
schichtungs- und Laminieranlage, 
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Figur 2 eine schematische Darstellung der Vorrichtung zum 
Beschichten oder Laminieren von zumindest einer 
Substratbahn, 

Figur 3 eine schematische Ansicht des Details X gemaB Figur 
2, 

Figur 4 eine weitere schematische Darstellung der Vorrich- 
tung in einer alternativen Positionierung der Dosier- 
vorrichtung zum Beschichten oder Laminieren von 
zumindest einer Substratbahn, 

Figur 5 eine schematische Ansicht des Details Y gemaB Figur 
4, 

Figur 6 eine weitere schematische Darstellung der Vorrich- 
tung in einer alternativen Positionierung der Dosier- 
vorrichtung zum Beschichten oder Laminieren von 
zumindest einer Substratbahn, 

Figur 7 eine schematische Ansicht des Details Z gemaB Figur 
6, 

Figur 8 eine schematische Darstellung der Vorrichtung mit 
einer zusatzlichen Fuhrungswalze und 

Figur 9 eine schematische Teilansicht eines Rakels. 

In Figur 1 ist eine schematische Seitenansicht einer Beschichtungs- und 
Laminieranlage 11 dargestellt. An einem Maschinengestell 12 ist eine 
Dosieryorrichtung 14, eine Auftragswalze 16 und eine Gegendruckwalze 
oder getriebene Walze 17 vorgesehen. Diese bilden ein Mehrwalzensys- 
tem 18, welche zum Beschichten von Substratbahnen 19 mit einem Kle- 
bemittel 21 eingesetzt werden. 
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Im Ausfuhrungsbeispiel wird die Substratbahn 19 mit einem Klebemittel 
21 beschichtet. AnschlieBend wird eine Substratbahn 22 uber eine Oder 
mehrere Walzen einer Laminierwalze 23 zugefuhrt, welche der Ge- 
gendruckwalze 17 zugeordnet ist, so dass die Substratbahn 22 auf die 
mit Klebemittel 21 versehene Substratbahn 19 laminiert wird. Dieses 
gebildete Laminat 24 wird aus der Beschichtungs- und Laminieranlage 
11 zur Weiterverarbeitung oder Bevorratung herausgefuhrt. Das gebilde- 
te Laminat 24 kann aus zwei oder mehreren Substratbahnen oder Be- 
schichtungen bestehen. 

In Figur 2 ist eine schematische Darsteilung einer erfindungsgemaBen 
Vorrichtung 26 sowie der erfindungsgemaBen Dosiervorrichtung 14 dar- 
gestellt. Die Dosiervorrichtung 14 ist bspw. auf gleicher Ebene mit der 
Auftragswaize 16 angeordnet. Zwischen der Dosiervorrichtung 14 und 
der Auftragswaize 16 ist ein Dosierspalt 28 ausgebildet, uber den Kle- 
bemittel 21 auf die Auftragswaize 16 aufgetragen wird. Oberhalb des 
Dosierspaltes 28 ist das Klebemittel 21 bevorratet. Nach dem Auftragen 
des Klebemittels 21 auf die Auftragswaize 16 wird das Klebemittel 21 auf 
eine Seite der Substratbahn 19 aufgetragen. Hierfur ist zwischen der 
Auftragswaize 16 und der Gegenwalze 17 ein Spalt ausgebildet, dem die 
Substratbahn 19 zugefuhrt wird. Sofern nur eine Beschichtung vorgese- 
hen ist, kann die beschichtete Substratbahn 19 zur Weiterverarbeitung 
oder Bevorratung abgefuhrt werden. Im vorliegenden Ausfuhrungsbei- 
spiel wird die Substratbahn 19 mit ihrer mit Klebemittel 21 beschichte- 
ten AuBenseite um 180° an der Gegendruckwalze 17 umgelenkt und die 
Substratbahn 22 wird zugefuhrt, so dass in einem Laminierpunkt 29 das 
Laminat 24 gebildet wird. 

Die Dosiervorrichtung 14 steht wahrend eines Beschichtungs- oder La- 
miniervorganges still. Die Auftragwalze 16, Gegendruckwalze 17 und 
Laminierwalze 23 werden gemaB der Pfeilrichtung gedreht. Diese Walzen 
konnen eigenstandig angetrieben oder getrieben werden. 

Der Begriff Substratbahn ist im weiten Sinne zu verstehen und umfasst 
Gewebe, Gewirke, Webware, Strickware, Schlingenware, nicht gewebte 
Materialien, atmungsaktive Materialien, sonstige Textilien, Schaumstruk- 
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turen, Fasergewebe, Vliese Oder dergleichen. Hierbei kann es sich nicht 
nur urn ein einlagiges Material, sondern auch um ein mehrlagiges Ver- 
bundmaterial oder bereits hergestelltes Laminat handeln, welches mit 
einem oder mehreren weiteren Substratbahnen zu einem neuen Laminat 
verbunden wird. 

Zum Einsatz in derartigen Beschichtungs- und Laminieranlagen 11 
kommen verschiedenartige Klebemittel 21. Hierbei handelt es sich zu- 
meist um thermoplastische Klebemittel, welche die Eigenschaft aufwei- 
sen, dass diese oberhalb eines Erweichungs- oder Schmelzpunktes eine 
Verbindung mit weiteren Materialien eingehen. Des weiteren konnen 
auch sogenannte Kaltklebemittel 21 vorgesehen sein. Die Klebemittel 
konnen ebenfalls hoch- oder niederviskos sein. 

Zur Herstellung einer Klebemittelbeschichtung oder eines Laminats wer- 
den des weiteren unterschiedliche Applizierstrukturen des Klebemittels 
21 gewunscht. Zum Auftrag unterschiedlicher Applizierstrukturen kann 
die Dosiervorrichtung 14 und/oder die Auftragswalze 16 entsprechende 
Strukturen und Oberflachen aufweisen. Die Dosiervorrichtung 14 besteht 
zumindest teilweise aus einem walzenformigen Korper 31, der um eine 
Langsachse 32 drehbar gelagert ist. Des weiteren ist die Langsachse 32 
entlang dem Pfeil 33 verschiebbar angeordnet, wobei die Rotation und 
die Verschiebbarkeit sich uberlagern konnen. Durch die Verschiebbarkeit 
gemaS Pfeil 33 wird die Spaltbreite des Dosierspaltes 28 voreingestellt 
oder eingestellt. Durch die Drehung des Korpers 31 der Dosiervorrich- 
tung 14 erfolgt eine Einstellung der Dosiervorrichtung 14 auf verschie- 
dene Applizierstrukturen. In einem ersten Bereich 34 der Dosiervorrich- 
tung 14 ist ein Rakel 36 vorgesehen, welches gemaB dem Ausfuhrungs- 
beispiel dem Dosierspalt 28 zugeordnet ist. Des weiteren weist die Do- 
siervorrichtung 14 zwei weitere Rakel 36 auf sowie zwei weitere Bereiche 
37, welche an einer Umfancjswand oder einem Umfangswandabschnitt 
38 des Korpers 31 ausgebildet sind. Die weiteren Bereiche 37 umfassen 
eine glatte Oberflachenstruktur 39 sowie eine strukturierte Oberflache 
41. Die Dosiervorrichtung 14 ist beispielhaft als walzenformiger Korper 
31 ausgebildet. Andere Korperformen, welche zumindest einen ersten 
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Bereich 34 und zumindest einen weiteren Bereich 37 aufweisen sind e- 
benfalls als Korper 31 moglich. 

Die Auftragswalze 16 weist gemaB Figur 2 beispielsweise eine punktfor- 
mige Struktur 43 auf, welche das Klebemittel 21 aufnimmt und auf die 
Substratbahn 19 ubertragt. 

Der Dosierspalt 28 wie die Anordnung des Rakel 36 gemaB dem Detail X 
in Figur 2 ist in Figur 3 vergroBert dargestellt. Das Rakel 36 ist uber eine 
schnell losbare Befestigung 46, vorzugsweise eines Exzenterspanners, 
befestigt. Durch diese losbare Befestigung 46 kann das Rakel 36 mehr 
oder weniger in einen Spalt 47 eintauchen und somit auf eine entspre- 
chende Dosierbreite eingestellt werden. In dieser Positivstellung weist 
das Rakel 36 eine Abstreiferfunktion auf. Das Klebemittel 21 wird in die 
Struktur 43 der Auftragswalze 16 eingebracht, wobei die benachbarten 
Umfangsflache frei von Klebemittel 21 gehalten werden. Somit kann eine 
offenporige oder eine luftdurchlassige Beschichtungsstruktur auf die 
Substratbahn 19 aufgetragen werden. Bevorzugt wird die Rotationsge- 
schwindigkeit der Gegendruckwalze 17 gleichlaufend zur Auftragwalze 
16 eingestellt, so dass die Beschichtung der Substratbahn 19 im wesent- 
lichen die Struktur 43 der Auftragswalze 16 umfasst. 

Die in Figur 3 dargestellte Rakeleinstellung wird bevorzugt fur thermo- 
plastische Kleber und PUR(Polyurethan)-Kleber verwendet, die sowohl 
hochviskos als auch niederviskos sein konnen. 

In Figur 4 ist die Dosiervorrichtung 14 in einer zu Figur 2 abweichenden 
Position angeordnet. Aus Figur 5 geht die vergroBerte Darstellung des 
Details Y in Figur 4 hervor, aus der die Positionierung des Rakels 36 bes- 
ser ersichtlich ist. Das Rakel 36 ist in einer negativen Position angeord- 
net. Es ist somit eine Art schneidende Anordnung gegeben, welche er- 
moglicht, dass das Klebemittel in der Struktur 43 der Auftragswalze 16 
verbleibt, wohingegen die benachbarte Umfangswand von der Auftrags- 
walze 16 frei von Klebemittel 21 gehalten wird. Diese Stellung wird be- 
vorzugt fur PUR-Klebstoffe, insbesondere niederviskose PUR-Klebstoffe 
gewahlt. 
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In Figur 6 ist eine weitere Positionierung der Dosiervorrichtung 14 dar- 
gestellt, bei der der zumindest eine weitere Bereich 37 dem Dosierspalt 
28 zugeordnet ist. In Figur 7 ist das Detail Z gemaB Figur 6 vergroBert 
dargestellt. Durch diese Anordnung wird ein Klebemittelfilm entspre- 
chend der Starke des eingestellten Dosierspaltes 28 abgegeben, welcher 
durch die Struktur 43 der Auftragswalze 16 uberlagert ist. Somit wird 
auf die Substratbahn 19 eine vollfiachige Beschichtung aufgetragen, wel- 
che auf der Oberseite eine punktformige Struktur aufweist. 

Beim Gleichlauf der Auftragwalze 16 und Gegenwalze 17 bleibt diese 
Struktur des Klebemittel 21 auf der Substratbahn 19 erhalten. Uberdie 
Differenzgeschwindigkeit der Gegendruckwalze 17 zur Auftragswalze 16, 
wobei die Gegendruckwalze 17 die hohere Geschwindigkeit aufweist, 
wird zumindest die durch die Auftragswalze 16 gebildete Struktur 43 des 
Klebemittel 21 geglattet. Je groBer die Differenzgeschwindigkeit ist, des- 
to glatter wird die Struktur. Zusatzlich kann auch eine Verringerung der 
Klebemittelschicht gegeben sein. 

In Figur 8 ist eine weitere Anordnung der erfindungsgemaBen Vorrich- 
tung 26 und Dosiervorrichtung 14 dargestellt. Die Zufuhrung der Sub- 
stratbahn 19 zum Spalt zwischen der Auftragswalze 16 und der Ge- 
gendruckwalze 17 erfolgt zumindest uber eine Fuhrungsrolle 49. Durch 
diese Fuhrungsrolle 49 kann ein Anliegen der Substratbahn 19 an der 
Auftragswalze 16 vor Zufuhrung zum Spalt zwischen der Auftragswalze 
16 und der Gegendruckwalze 17 bestimmt werden. Diese Anordnung 
wird insbesondere bei stark strukturierten Materiaiien verwendet. Da- 
durch wird eine Seite der Substratbahn 19 mit Klebemittel 21 beschich- 
tet und die Gegendruckwalze 17 kann auf Spalt zur Auftragswalze 16 
eingestellt werden, wodurch erzielt wird, dass ein Klebernitteldurch- 
schlag zur Gegendruckwalze nicht gegeben ist. 

In Figur 9 ist beispielhaft ein Abschnitt eines Rakel 36 ausgebildet, wel- 
ches eine strukturierte Abziehkante 42, beispielsweise eine Zahnreihe 
aufweist, deren Geometrie, Form und Tiefe der Zahne wahlweise ausge- 
bildet wird. Alternativ kann vorgesehen sein, dass das Rakel eine zumin- 
dest abschnittsweise durchgehende Abziehkante umfasst. 
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Die Dosiervorrichtung 14 ist durch die Drehung um deren Langsachse 32 
auf unterschiedliche Klebemittel und Applizierstrukturen einstellbar. Zu- 
satzlich konnen durch den Einsatz von verschiedenen Rakeln 36 
und/oder deren verschiedenen Positionen verschiedene Applikations- 
strukturen auf die Auftragswalze 16 aufgebracht werden, welche wieder- 
um in Abhangigkeit der Verfahrgeschwindigkeiten von der Auftragswalze 
16 und Gegendruckwalze 17 variiert werden konnen. 

Des weiteren kann die Dosiervorrichtung 14 Bereiche aufweisen, in wel- 
chen Segmente einsetzbar sind, die unterschiedliche Oberflachenstruktu- 
ren aufweisen. Bspw. kann ohne ein Auswechseln der Dosiervorrichtung 
14 ein Bereich 37 durch einen anderen Bereich 37 ersetzt werden, indem 
der weiteren Bereich 37 nicht unmittelbar auf den Korper 31 der Dosier- 
vorrichtung 14 aufgebracht ist, sondern durch Segmente austauschbar 
von dem Korper 31 aufgenommen sind. Die Segmente konnen durch 
benachbarte Klemmvorrichtungen befestigt werden. Derartige Kreisseg- 
mente konnen als sogenannte Klischees ausgebildet werden, so dass 
durch Herstellung mehrerer Arten von Klischees eine schnelle Umrustung 
gegeben ist. Diese Klischees konnen sich uber die Lange der Dosiervor- 
richtung 14 erstrecken oder aus mehreren Elementen bestehen. 

Alternativ konnen anstelle eines Rakels 36 ahnlich oder ahnlich geeigne- 
te Elemente losbar zum Korper 31 der Dosiervorrichtung 14 vorgesehen 
sein. 

Die vorbeschriebenen Merkmale sind in beliebiger Weise miteinander 
kombinierbar und jeweils fur sich erfindungswesentlich. 
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Anspruche 

1. Dosiervorrichtung (14), die so an eine Auftragswalze (16) angeord- 
net ist, dass zwischen beiden (14, 16) ein Kiebemittelsumpf (21) 
ausgebildet ist, und die zur Einstellung der Weite des Dosierspaltes 
(28) in einem gewiinschten Abstand zur Auftragswalze (16) anzu- 
ordnen ist, und die mehrere, unterschiedlich ausgestaltete Bereiche 
(34, 37) aufweist, die wahlweise zur Auftragswalze (16) hin gerich- 
tet und angeordnet werden konnen, urn mit dieser Auftragswalze 
(16) den Dosierspalt (28) auszubilden. 

2. Dosiervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die unterschiedlich ausgestalteten Bereiche (34, 37) durch Drehen 
der Dosiervorrichtung (14) auswahlbar und zur Auftragswalze (16) 
hin ausrichtbar sind. 
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3. Dosiervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass zumindest einer der Bereiche (34) eine Rakel (36) als 
wirksamen Teil aufweist. 

4. Dosiervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass zumindest ein weiterer Bereich (37) als AuBenflachenbe- 
reich ausgebildet ist. 

5. Dosiervorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Kante der Rakel (36), der AuBen- 
flachenbereich (37) und die Oberflache der Auftragswaize (16) 
wahlweise glatt oder strukturiert ausgebildet sind. 

6. Dosiervorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Umlaufgeschwindigkeiten von Auf- 
tragswaize (16) und Gegenwalze (17) gleich oder ungleich einstell- 
bar sind. 

7. Dosiervorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die ausgewahlten Bereiche (34, 37) 
der Dosiervorrichtung (14) mittels einer mechanischen oder elektri- 
schen Stellvorrichtung zur Auftragswaize (16) hin angeordnet wer- 
den. 

8. Dosiervorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass innerhalb, auBerhalb oder innerhalb 
und auBerhalb eines walzenformigen Korpers (31) der Dosiervor- 
richtung (41) eine temperierbare Einrichtung angeordnet ist. 

9. Dosiervorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass vor der Auftragswaize (16) in Zufuhr- 
richtung der Substratbahn (19) gesehen, eine Fuhrungswalze (49) 
zugeordnet ist, die zur Einstellung des Umschlingungswinkels einer 
Substratbahn (19) an der Auftragswaize (16) vorgesehen ist. 
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10. Dosiervorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
der AuBenflachenbereich (37) Teil eines Walzenwandabschnittes 
ist. 

11. Dosiervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Rakel (36) auf eine Dosierspaltbreite einstellbar sind. 

12. Dosiervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Rakel (36) rechtwinklig oder in einem Winkel groBer oder klei- 
ner 90 Grad gegen die Umfangsflache der Auftragswalze (16) ge- 
richtet sind. 

13. Dosiervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Rakel (36) durch eine schnell losbare Befestigung, insbesondere 
mit Exzenterspannung, am Korper (31) befestigt ist. 

14. Dosiervorrichtung nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass ihre verschiedenen Bereiche (34, 37) uber ih- 
ren Umfang gleichmaBig verteilt sind. 

15. Dosiervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Winkelposition des Rakels (36) durch eine schnell losbare Be- 
festigung einstellbar ist. 

16. Dosiervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Anstellwinkel der Rakel (34) mechanisch oder elektrisch ange- 
trieben einstellbar ist. 

17. Vorrichtung zum Auftragen von Klebemitteln auf eine Oder mehrere 
Substratbahnen, insbesondere zum Laminieren, 

- mit einer Auftragswalze (16), die eine glatte oder strukturierte 

Oberflache aufweist, 
-mit einer der Auftragswalze (16) zugeordneten Dosiervorrichtung 

(14) gemaB einem der Anspruche 1 bis 16 und 
-mit einer Gegendruckwalze (17), die eine Substratbahn (22), auf 

die aufzutragen ist, gegenuber der Auftragswalze (16) tragt. 
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Fig. 3 
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Fig. 5 



WO 2005/049223 



PCT/EP2004/012445 



6/8 




WO 2005/049223 



PCT/EP2004/012445 




Fig. 7 



WO 2005/049223 PCT/EP2004/0 12445 





j&TERNATIONAL SEARCH REPORT 



TCT/EP2 



Application No 

T/EP2004/012445 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 B05C1/08 B05C11/04 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national ctassihcatton and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 B05C B32B 



Documental ion searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included tn the fields searched 



Electronic daia base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to daim No 



DE 93 15 499 Ul (MASCHINENFABRIK GOEBEL 
GMBH, 64293 DARMSTADT, DE) 
23 December 1993 (1993-12-23) 
page 7, line 1 - page 9, line 18 

EP 0 478 534 A (ZIMMER, JOHANNES) 

1 April 1992 (1992-04-01) 

page 5, line 11 - line 35; figures 7-9 

DE 19 18 137 Al (BECKER-PRUENTE GMBH; 
BECKER-PRUENTE GMBH, 4354 DATTELN) 
29 October 1970 (1970-10-29) 
page 4; figure 1 

-/~ 



1-8,11, 
12,14-16 



17 



3,5,6, 
10,13 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



ID 



Patent family members are listed in annex 



° Special categories or erred documents : 

'A* document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E* earlier document but published on or after the international 
fifing date 

"L* document which may throw doubts on priority daim(s) or 
when is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

'O* document referring to an oral disclosure, use. exhibition or 
other means 

'P* document published prior to the international filing date but 
later than the pnonty dale claimed 



*T later document published after the international Ming date 
or pnonty date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

*X* document of particular relevance: the claimed invent ion 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken atone 

"Y* document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person sloDed 
in the art 

'&* document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



3 March 2005 



Date of mailing of the international search report 



11/03/2005 



Name and mailing address of (he ISA 

European Patent Office, P.B 5816 Patentlaan 2 
Nl_ - 2280 HV RljSWljk 
Tel (*31 -70) 340-2040. Tx 31 651 eponl. 
Fax (+31-70)340-3016 



Authorized officer 



Jelerdc, 0 



Form PCT/1SA/210 (aooond ch*«t) (January 20O4) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



*riatii 
T/l 



onal Application No 

T/EP2004/012445 



C.(Contlnuatlon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ° Cnaton of document, with tnolcation, where appropnale, of the relevant passages 



Relevant to ctanrn No. 



P,A 



GB 368 409 A (FRANCIS EDWARD THOMAS FOX; 
FREDERICK RANDOLPH MARTIN) 

10 March 1932 (1932-03-10) 

page 2, line 88 - page 3, line 41; figure 
3 

US 5 609 920 A (RIEPENHAUSEN ET AL) 

11 March 1997 (1997-03-11) 

column 3, line 39 - column 4, line 7; 
figure 1 

EP 1 410 849 A (SOLIPAT AG) 
21 April 2004 (2004-04-21) 
the whole document 



3,5,6 



1,9,17 



Form PCT/lSA/210 (continuation of oooornd ctotf) (January 2004) 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Intormatlon on patent family members 



TCT/ 



lonal Application No 

£T/EP2004/012445 



Patent document 




Publication 




PatBnt family 


Publication 


cited in search report 




date 




members) 


date 


DE 9315499 


Ul 


23-12-1993 

*- «J XC 1J7J 


NONE 






EP 0478534 


A 


01-04-1992 


AT 












AT 


194090 A 


15-11-1991 








EP 


0478534 A2 


01-04-1992 


DE 1918137 


Al 


29-10-1970 


BE 


733907 A 


03-11-1969 








CH 


508429 A 


15-06-1971 








ES 


367889 Al 


16-07-1971 








FR 


2043179 A5 


12-02-1971 








GB 


1267239 A 


15-03-1972 








SE 


360287 B 


24-09-1973 


6B 368409 


A 


10-03-1932 


NONE 







US 


5609920 


A 


11-03- 


■1997 


DE 


4414921 Al 


02-11-1995 












CA 


2147213 Al 


29-10-1995 












FI 


952004 A 


29-10-1995 












JP 


7299401 A 


14-11-1995 


EP 


1410849 


A 


21-04- 


■2004 


EP 


1410849 Al 


21-04-2004 












DE 


20315797 Ul 


12-02-2004 












WO 


2004037438 Al 


06-05-2004 



Form PCTASA/210 (potwit family anno*) (January 2004) 



INTERNATIOU&LER RECHERCHENBERICHT 



«IU*I 
T/ 



lonafes Aktenzefchen 

T/EP2004/012445 



A. KLASSIFKIERUNQ DES ANMELOUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 B05C1/08 B05C11/04 



Nach der Internet icmaten Pate ntelaasffikat ion (IPK) Oder nach Per naiionaten Kfasstflkatton undder IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBtETE 



Recherchierter Mmdestprufsloff (Klessdikationssysiem und Klassifikalionssymbole ) 

IPK 7 B05C B32B 



Rechercherte aber niehi zum Mindestprufstoft gehorende VeronemBchungen, sowed diese unter die recheichierlen Gebieie fallen 



Wahrend der tntemationaien Recherche konsuluerte elektrontscho Daterbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegrtffe) 

EPO-Internal 



C. ALS WESENTLfCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategone* Bezeichnung der Verdffentlichung. sowert erforderbch unter Angabe der in Betracht kornrnerioen Tele 



Betr Anspruch Nr. 



DE 93 15 499 Ul (MASCHINENFABRIK 60EBEL 
GMBH, 64293 DARMSTADT , DE) 
23. Dezember 1993 (1993-12-23) 
Selte 7, Zeile 1 - Selte 9, Zelle 18 

EP 0 478 534 A (ZIMMER, JOHANNES) 

1. April 1992 (1992-04-01) 

Selte 5, Zelle 11 - Zeile 35; Abblldungen 

7-9 

DE 19 18 137 Al (BECKER-PRUENTE GMBH; 
BECKER-PRUENTE GMBH, 4354 DATTELN) 
29. Oktober 1970 (1970-10-29) 
Seite 4; Abb1 Idling 1 

_/- 



1-8,11, 
12,14-16 



17 



3,5,6, 
10,13 



Wettere Veroffentlichungen and dor Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



ID 



Siehe Anhang Patentfamfle 



• Besondere Kategonen von angegebenen Veroffentlichungen 

•A' Veroftenmcfiung. die den angememen Stand der Technik def iniert, 
aber racht ate boson dons bedeutsarn anzusehen tst 

aftersa Dokuroent, das jedocb erst am Oder nach dam infernal »onaten 
AnmeUedaJum veroffentlichl worden tst 

"L* VeroffenMicfuing, die geeignet tel. enen Prlontaisanspruch zwerfethaft er- 
scheinen zu lassen. Oder (lurch die das Veroffentlicnungsdatum emer 
anderon mn Recnercrtenbertcrtt genaimten Verdffentbcnung betegl warden 
soil oder die aus etnem anderen basonderen Grund angegeben est (wte 
ausgefQnii) 

*Cr Verdffentlichung. tie arch aul eine mUndUche Offenbarung, 

erne Ben ut rung, cmo AussteOung oderandere Mafinahmen beaehl 

'P* Verbflenthchung. die vor dem intemanonaien AnmekJedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prtonfalsdafum veroffentbcnt worden ist 



T Spaiere Veroffentltehung, die nach dem Internationa Ian AnmeWedatum 
Oder dem Pnoniaisdaium verottembcht worden bi und mil der 
Anmetdung nicht kolbdiert, sonde rn nur zum Verslandnts des der 
Erfindung zugrunoeiegenden Pnnups Oder der ihr zugnundeOegenden 
Theone angegeben st 

•X" Veroffentbchung von besonderer Beaeuiung; die beanspruchte Erfindung 
kann aDotn auf grund cheser Veroffenttichung mcnt ats neu Oder auf 
erfindenscfter TaiigkBd beruhend DeiracMet warden 

"Y* Verdffentbcnung von besonderer Bedeutung. die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf ertindenscher Tatigkeit beruhend betrachtet 
warden, wenn die VerMfenWchung mil o frier oder men reran anderen 
Veroffentlichungen cfieser Kaiegone In Verbindung gebracht wlrd und 
diese Verbindung fur emen Fachmann naheliegend ist 

'&' VeroffentBchung. die Mrfghed dersetben Paientfamilja st 



Datum des Abschlusaea der irrtematjonaten Recherche 



3. Marz 2005 



Absendedatum des internal tona ten f 



11/03/2005 



Name und Postanschrtft der Intemahonabn Racherchenbehorde 
Europasches Patentamt PB 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rqswj^c 
TeL (431-70) 340-2040. Tx 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevoltmachtigter Bediensteter 

Jelerdc, D 



Pormblatt PCT71SA/2I0 {Blatl 2) (Januar 2004) 



Selte 1 von 2 



INTERNATIOftttLER RECHERCHENBERICHT 



PCT/EP20 



CT/EP2004/012445 



C.(Port»ettung) ALS WESENTLlCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bszeichnung der VerCttenthchung. sowed ortordertich untet Angabe der in Betraeht kommenden Tete 



Betr Anspnich Nr 



P,A 



GB 368 409 A (FRANCIS EDWARD THOMAS FOX; 
FREDERICK RANDOLPH MARTIN) 

10. Marz 1932 (1932-03-10) 

Seite 2, Zelle 88 - Selte 3, Zeile 41; 
Abblldung 3 

US 5 609 920 A (RIEPENHAUSEN ET AL) 

11. Marz 1997 (1997-03-11) 

Spalte 3, Zelle 39 - Spalte 4, Zelle 7; 
Abbildung 1 

EP 1 410 849 A (S0LIPAT AG) 
21. April 2004 (2004-04-21) 
das ganze Dokument 



3,5,6 



1,9,17 



Forrrtobfl PCT/1 S A/3 1 0 (Fortwtaung von Hail 2>(Januar 20CW) 



Selte 2 von 2 



INTERNATIO 

Angafcen zu ve 



rior^i 

tOfTerflKi: 



rER RECHERCHENBERICHT 
ungen, cfie zur selten Palenllamile gefitaen 



TC 



imationales AMenzelchen 

CT/EP2004/012445 



Im Recherchenbencht 
angefUhrtes Patentdokument 



Datum der 
VerOffentilchung 



Mltgtled(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
Verdffentltehung 



DE 9315499 



Ul 



23-12-1993 KEINE 



EP 


0478534 


A 01-04-1992 


AT 


394665 B 


25-05-1992 








AT 




id— n-iyy l 








CD 

tr 


n/lTQC3 A AO 


ui-ua— lyyz 


DE 


1918137 


Al 29-10-1970 


BE 


733907 A 


03-11-1969 








CH 


508429 A 


15-06-1971 








cc 
ES 


367889 Al 


•I c m i nil 

16-07-1971 








PR 


2043179 Ab 


1 O no t ATI 

12-02-1971 








GB 


1267239 A 


15-03-1972 








SE 


360287 B 


24-09-1973 


GB 


368409 


A 10-03-1932 


KEINE 






US 


5609920 


A 11-03-1997 


DE 


4414921 Al 


02-11-1995 








CA 


2147213 Al 


29-10-1995 








FI 


952004 A 


29-10-1995 








JP 


7299401 A 


14-11-1995 


EP 


1410849 


A 21-04-2004 


EP 


1410849 Al 


21-04-2004 








DE 


20315797 Ul 


12-02-2004 








WO 


2004037438 Al 


06-05-2004 



FormMatt PCT/SA/210 (Anhang Patantfamilo) (Januar 2004) 



